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【手続補正書】
【提出日】平成29年12月8日(2017.12.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　前記課題を解決するために、本発明のネイルプリント装置は、
　指の爪に描画を施す描画部と、
　上部に前記指が載置される指載置部を有し、前記指載置部により、装置内への前記指の
抜き差しが可能な待機位置と、前記待機位置より上方であって前記指の爪に前記描画部に
よる描画を施すことが可能な描画可能位置と、の間で前記指を昇降させる昇降機構と、
　前記昇降機構を制御する昇降制御部と、
を備え、
　前記昇降制御部は、前記指載置部に載置されている前記指による前記載置部を下方向に
押圧する動作に応じて、前記指を前記待機位置から前記描画可能位置まで上昇させる上昇
動作及び前記指を前記描画可能位置から前記待機位置まで下降させる下降動作の少なくと
も何れかを行うように前記昇降機構を制御することを特徴としている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指の爪に描画を施す描画部と、
　上部に前記指が載置される指載置部を有し、前記指載置部により、装置内への前記指の
抜き差しが可能な待機位置と、前記待機位置より上方であって前記指の爪に前記描画部に
よる描画を施すことが可能な描画可能位置と、の間で前記指を昇降させる昇降機構と、
　前記昇降機構を制御する昇降制御部と、
を備え、
　前記昇降制御部は、前記指載置部に載置されている前記指による前記載置部を下方向に
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押圧する動作に応じて、前記指を前記待機位置から前記描画可能位置まで上昇させる上昇
動作及び前記指を前記描画可能位置から前記待機位置まで下降させる下降動作の少なくと
も何れかを行うように前記昇降機構を制御することを特徴とするネイルプリント装置。
【請求項２】
　前記描画部により描画が施される爪の指の上部が、下部に押し当てられる指押さえ部を
更に備え、
　前記指載置部は、前記指載置部と前記指押さえ部との間に挿入された指を上昇させるこ
とによって、前記挿入された指を、前記指載置部の上部と前記指押さえ部の下部との間で
把持させることを特徴とする請求項１のネイルプリント装置。
【請求項３】
　前記指載置部は、流体の出入によって膨縮可能に構成され、
　前記昇降制御部は、前記指載置部に載置されている前記指による前記載置部を押圧する
動作に応じた前記指載置部の内圧の変化に基づいて前記昇降機構を制御することを特徴と
する請求項１又は請求項２に記載のネイルプリント装置。
【請求項４】
　前記昇降機構は、前記指載置部に前記流体を送り込むポンプと、前記指載置部から前記
流体を排出させるバルブと、前記指載置部の内圧を検出するセンサと、
を有し、
　前記昇降制御部は、前記センサの検出結果に基づいて、前記ポンプによる前記流体の送
り込み動作、及び、前記バルブによる流体の排出動作を制御することを特徴とする請求項
３に記載のネイルプリント装置。
【請求項５】
　前記指載置部は、前記指が前記待機位置にあるときに内圧が第１の圧力値を有し、
　前記第１の圧力値よりも一定程度高い圧力の値を第１の閾値とし、
　前記昇降制御部は、前記指載置部の内圧が前記第１の圧力値である状態から前記第１の
閾値を超えたことが前記センサにより検出されたときに、前記ポンプによる前記流体の送
り込み動作を制御して、前記上昇動作を行うように前記指載置部を膨張させることを特徴
とする請求項４に記載のネイルプリント装置。
【請求項６】
　前記指載置部は、前記指が前記描画可能位置にあるときに内圧が第２の圧力値を有し、
　前記第２の圧力値よりも一定程度高い圧力の値を第２の閾値とし、
　前記昇降制御部は、前記指載置部の内圧が前記第２の圧力値である状態から前記第２の
閾値を超えたことが前記センサにより検出されたときに、前記バルブによる流体の排出動
作を制御して、前記下降動作を行うように前記指載置部を収縮させることを特徴とする請
求項４又は請求項５に記載のネイルプリント装置。
【請求項７】
　前記描画部を制御する描画制御部を有し、
　前記描画制御部は、前記指載置部の内圧が前記第２の圧力値まで上昇したことが前記セ
ンサにより検出されたときに、前記描画を開始させるように前記描画部を制御することを
特徴とする請求項６に記載のネイルプリント装置。
【請求項８】
　前記描画制御部は、前記指載置部の内圧が前記第２の圧力値である状態から前記第２の
閾値を超えたことが前記センサにより検出されたときに、前記描画を停止させるように前
記描画部を制御することを特徴とする請求項６又は請求項７に記載のネイルプリント装置
。
【請求項９】
　爪に描画を施すネイルプリント装置の描画方法であって、
　前記ネイルプリント装置は、指の前記爪に描画を施す描画部と、上部に前記指が載置さ
れる指載置部を有し、装置内への前記指の抜き差しが可能な待機位置と、前記待機位置よ
り上方であって前記指の爪に前記描画部による描画を施すことが可能な描画可能位置と、
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の間で前記指を昇降させる昇降動作を前記指載置部により行う昇降機構と、を備え、
　前記指載置部に載置されている前記指による前記載置部を下方向に押圧する動作に応じ
て、前記指を前記待機位置から前記描画可能位置まで上昇させる上昇動作と、前記指を前
記描画可能位置から前記待機位置まで下降させる下降動作と、の少なくとも何れかを行う
ように前記昇降機構を制御することを特徴とするネイルプリント装置の描画方法。
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